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1.背景・目的 
近年,プラスチック材料は光学ガラスに比べ,軽量化,

形成・加工のしやすさ,耐衝撃性等に優れていること

から様々な光学部品に使用されている.しかし,アクリ

ル基板への成膜は密着性に問題がある.先行研究では,

スパッタリング法と真空蒸着法を同一真空容器内で

行える複合成膜装置を用いて,アクリル基板(日東樹脂

社製:CLAREX)へ SiO 膜を 10nm 成膜することで第 2

層の膜厚に関係なく実用上十分な密着性の膜を形成

することができた  1),2).本研究では複合成膜装置を用

いて異なるアクリル基板への成膜を行った際の密着

性について検討することを目的とした. 

 

2.実験方法 
アクリル基板と光学薄膜との初期層は高周波(RF: 

Radio Frequency)スパッタリング法を,第 2 層は電子ビ

ーム(EB: Electron Beam)蒸着法を用い,成型法の異なる

アクリル基板(日東樹脂社製:CLAREX:キャスト成型,

アクリサンデー社製:アクリサンデー板:押出成型,三

菱ガス化学社製:Optimas:射出成型)に成膜を行った.こ

の時,スパッタリング領域と電子ビーム蒸着領域は同

一チャンバー内にある.複合成膜の様子を Fig.1 に示

す.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Schematic diagram of combination coating 

equipment (sputtering and vacuum deposition). 

 

初期層は,R.F.Power:200W,ターゲット:Si, Ar,O2 ガス

を導入し,SiO の膜を 10nm 形成した.第 2 層は成膜材

料:SiO2 を用い膜厚 200nm の膜を形成した.この時 O2

ガスを導入せずに成膜を行った.初期層及び第 2 層成

膜時の基板温度は無加熱で行った.また初期層を形成

せず, 電子ビーム蒸着法を用いて,直接アクリル基板

へ SiO2を膜厚 200nmの膜を形成した. 

アクリル基板上に成膜した光学薄膜の密着性をク

ロスハッチ試験(ISO9211-4)によって評価した. 

 

3.結果及び考察 
各アクリル基板上に初期層に SiO膜を 10nm,第 2層

に SiO2膜を 200nm 形成したときのクロスハッチ試験

結果を Fig.2 に示す. クロスハッチ試験結果より初期

層を形成せずに電子ビーム蒸着法でアクリル基板へ

直接成膜されたサンプルの密着性は,アクリル基板に

関係なく低いことがわかる.初期層に SiO 膜を 10nm

形成したサンプルは,アクリル基板に関係なく実用上

十分な密着性を確保できることがわかる.本実験では

異なる成型法の 3 種類のアクリル基板の密着性につ

いて検討を行ったが,複合成膜装置を用いて同様の条

件で成膜を行うことで他のアクリル基板に対しても

高い密着性を確保できることが考えられる. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.2 Adhesion when changing thickness of first layer 

 

4.結論 
 複合成膜装置を用いて,初期層に SiO 膜を 10nm

形成することでアクリル基板に関係なく実用上十分

な密着性を確保することができる.  
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